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PHOTOVOLTAIK
VAKUUM BESCHICHTUNGS-

 ANLAGEN & EXPERTISE

Beschichtungen für nachhaltigen
Erfolg mit hochproduktiven Anlagen und

niedrigen Kosten pro Watt



Gebäude in Generatoren verwandeln
mit Funktions schichten für integrierte Solar zellen

Effiziente Anlagen für die Dünn schicht-PV
um die Kraft der Sonne optimal zu nutzen



GEBÄUDEINTEGRIERTE
PHOTOVOLTAIK

Mit integrierter Photo voltaik übernimmt die
Gebäude hülle zwei Funktionen: Schutz des Ge-
bäudes und elek trischer Generator. Der
Gestaltungs spielraum für Architek ten soll dabei
aber nicht verloren gehen. Deshalb sind die
Anforde rungen an die Zelle und an das Front -
glas des Solar modules extrem hoch.

Wir bieten Ihnen Vakuum beschichtungsanla-
gen, mit denen Sie diesen Anforderungen ge-
recht werden können. Unsere Anlagen stellen
Ihren Produktions prozess sicher, sowohl für die
Zell-Herstellung als auch für die Glas beschich-
tung. Mit extrem genauer Schicht verteilung un-
serer Abscheide prozesse können selbst
höchste Ansprüche an die Ästhetik erfüllt wer-
den. Darüber hinaus können Sie auch chroma ti-
sche Schich ten nach Ihren Spezifi kationen her -
stellen. Das optische Er gebnis ist mit unseren
Anlagen jeder zeit re pro du zier bar.

Ästhetische Ober flächen

durch extrem hohe Schicht dicken -
homogenität



Geringere Materialkosten

durch hohe Target-Ausnutzung



Hohe Reproduzierbar keit

der verschiedenen Schichten





DÜNNSCHICHT-PHOTOVOLTAIK

Als Her steller von Dünn schicht-Solarmodulen
brauchen Sie Beschichtungs anlagen, auf die Sie
sich ver lassen können und die mit Ihrem
Wachstum Schritt halten. 

VON ARDENNE bietet Ihnen bewährte PVD-
Beschichtungs anlagen, Schlüssel kom po nenten
und techno logisches Know-how für alle
Produktions stufen der Dünnschicht-Photovol-
taik. Unsere Labor- und Pilot anlagen verwenden
die gleichen Schlüssel kom po nenten wie unsere
Produktions anlagen für die Industrie. So können
Sie Ihre An wen dung en unter Labor be ding ungen
testen. Und Sie sparen Zeit, wenn Sie Ihre Pro-
dukte ska lieren wollen.

Was macht unser Angebot für Sie einzigartig?
Wir bieten Ihnen Lösungen für kom plexe Pro-
dukte der Dünnschicht-PV. 

Zuverlässige &

hoch produktive Anlagen

im Industrie einsatz bewährt



Anlagen passen sich

Ihren Anforderungen an

durch Up grades & hohe Skalier barkeit



Niedrigste Betriebs kosten

und Kosten pro Watt



BESCHICHTUNGEN FÜR
NACHHALTIGEN ERFOLG
MIT HOCH PRODUKTIVEN ANLAGEN
Elektrizität ist Voraus setzung für Wohlstand und Fort schritt. Und
elektrische Energie aus erneuer baren Quellen wie der Photo vol-
taik ist zu einem wesent lichen Bau stein im Energie mix gewor-
den. Nach allen Prognosen wird die Photovoltaik in den nächsten
Jahren noch wesent lich stärker ausgebaut werden.

Dabei wird man sich auf zwei Fak toren konzen trieren: höhere
Produk tivität und die Steigerung der Effizienz bei der Um wand-
lung von Sonnen licht in elektrischen Strom. Gleich zeitig muss
diese Steigerung der Produktivität und Effizienzen mit einem
ressourcen schonenden Umgang mit den ein gesetzten Materia-
lien einher gehen.

Beitrag zum Ausbau der Photo voltaik

Unser Beitrag sind hoch produktive Vakuum beschichtungsanla-
gen, mit denen unsere Kunden Solar zellen oder Solar module
herstellen. Die Anlagen sind auf die Anforderungen der Kunden
zugeschnitten und für verschie dene Materialien und Formate ge-
eignet. Außerdem sind sie skalier bar. Das heißt: Pro zesse aus der
Forschung und Pilot produktion können auf größere Anlagen für
die Massen produktion übertragen werden.

Die großen inter nationalen Her steller von kristallinen und Dünn-
schicht-Solar modulen nutzen unsere Anlagen für ihre Produk-
tion. Sie profitieren dabei von unserer Erfahrung und Expertise
als Markt führer.

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um die
nächste Generation von Modu len zu entwickeln, die noch
effizien ter sein werden.

Anlagen mit hoher Produktivität

durch kurze Takt zeiten & hohe Verfügbarkeit



Einzigartige Skalier barkeit

der Anlagen & Technologien



Unsere Kunden sind führend

durch niedrige Kosten pro Watt





Beid seitig mit TCO beschichten
in einem Prozess

Pilot fertigung für Tandem-Zellen aufbauen
mit gemein samer Prozess entwicklung



HETERO JUNCTION-SOLAR ZELLEN

Heterojunction-Solar zellen kombi nieren die Vor-
teile von Dünnschicht- und Silizium-Photo vol-
taik. Durch exzellente elektrische und opti sche
Eigen schaften bei einem sehr schlanken
Prozess fluss erzielen unsere Kunden damit die
höchsten Wirkungs grade in der Gigawatt-Pro-
duktion von bi fazialen Solar zellen.

VON ARDENNE ist einer der füh renden Anbieter
von Sputter-An lagen für die Massen fertigung
von leit fähigen Oxid schichten (TCO) für HJT-
Silizium solarzellen. Welt weit haben wir Anlagen
mit einer Kapazität von über 70 Giga watt instal-
liert. Opti mierte Abläufe und Feld erfahrung sor-
gen für das beste Preis-Leistungs-Verhält nis am
Markt.

 

Beidseitig oder einseitig

TCO abscheiden

für bis zu 1,3 Giga watt pro Anlage



Kombinier bar mit

metallischen Schichten

als Keim schicht für galvanisch appli zierte
Feinlinien kontakte



Hohe Target-Ausnutzung

und beste Schicht homogenität am Markt





PEROWSKIT -TANDEM-SOLAR ZELLEN

Sie möchten die technischen Grenzen einer So-
lar-Zelle über schreiten? Sie wollen eine Pilot fer-
tigung für Perowskit-Tandem-Solar zellen auf-
bauen? Realisieren Sie die nächste Generation
von Solar-Zellen mit skalier baren Vakuum be -
schich tungs an lagen.

VON ARDENNE unterstützt Ihre Wissen schaftler
und Prozess ingenieure dabei, die Prozesse für
Perowskit-Ab sorber-Abschei dung sowie ETL,
HTL und Rekombinations schichten zu finden.

Profitieren Sie von unserer Kompe tenz in der
Dünnschicht- Photovoltaik durch hunderte in-
stallierte Anlagen in mehr als 20 Jahren.
VON ARDENNE liefert ther mische Verdampfer-
und Sput ter-Prozes se, um Ihre Zell herstellung
zuverlässig und wiederhol bar im Mega- und
Giga watt-Maßstab zu realisieren.

Alternativ können wir PVD-Tech nologie mit an-
deren Prozes sen kombinieren wie Vapor Trans -
port Depo sition (VTD), Spin-Coating oder
Schlitzdüsenbeschichtung (Slot-Die).

Erfah rener Partner für eine

skalier bare Prozess entwicklung

von Einzel wafer-Prozes sen über Mega watt
zu Gigawatt



... bei höchstmöglicher Zell effizienz

von über 30 Prozent



... zu wettbewerbs fähigen Kosten

pro Watt Peak



Keim schichten für die Metallisierung von IBC-Solar zellen:
kostengünstig & in hoher Qualität

Hoch effiziente TOPCon-Solar zellen
durch Beschichtung ohne Rück ätzen



IBC-SOLAR ZELLEN

Die weltweit leistungs stärksten PV-Module wer-
den heute aus IBC-Solar zellen gefertigt. IBC
steht für Inter digitated Back Contact. Darin
steckt die Besonder heit dieser Zellen: die
Elektro den befinden sich auf der Rückseite.

Damit entfallen die sonst sicht baren metalli-
schen Streifen auf der Vorder seite. Das hat Vor-
teile für den Wirkungs grad und die Ästhetik der
Zellen.

Wir bieten Ihnen geeignete Anlagen, damit Sie
die benötig ten Dünn schichten mit PVD-Techno-
logien kosten günstig und in hoher Qualität her-
stellen können. Verschiedene Materialien wie
TCO (ITO, AZO), Titan, Kupfer und Aluminium
können mit einer Anlage ab geschieden werden.

Abscheidung

verschiedener Materialien

in einer Beschichtungs anlage



Hohe Target-Ausnutzung

und beste Schicht homogenität auf dem
Markt



Spezielles Carrier-Design

für nebenschluss freie Beschichtung





TOPCON SOLARZELLEN

N-Type TOPCon Solar zellen bieten zahlreiche
Vorteile gegen über PERC-Solar zellen, wie eine
geringere Degra dation und eine höhere Effi -
zienz.

Wir haben die Sputter-Techno logien weiter ent-
wickelt, die sich in VON ARDENNE-Anlagen für
die Massen fertigung von Hetero junction-Solar -
zellen bewährt haben. Somit können wir Ihnen
auch im TOPCon-Markt Be schich tungs anlagen
mit einer Kapa zität von bis zu 1,3 Giga watt
anbieten.

Der Sputter prozess erlaubt die einseitige, voll -
flächige Beschichtung der Solarzellen rückseite
mit Tunnel oxid und einer dotierten amor phen
Silizium schicht im hoch pro duk tiven Inline-Ver-
fahren. Das Er geb nis ist ein deutlich höherer Er-
trag als bei her kömmlichen PECVD- und LPCVD-
Pro zessen. 

Außerdem können wir mit PVD die vorder- und
rückseitige SiNx-Schicht in einer einzigen An-
lage abscheiden. Die Kombination der beiden
Prozessschritte - TOPCon und SiNx-Abschei-
dung mit PVD - führt zu einer silan- und
phosphinfreien Produktion.

Höchste Zell wirkungsgrade

bei hoher Produktivität



Gesamter TOPCon-

Schicht stapel in einem Schritt

Silizium oxid & amorphes Silizium



Höhere Sicherheit: silan- und

phosphinfreie Produktion

durch PVD-Prozess ohne giftige oder ent-
flammbare Gase





ADVANCED PANEL-
LEVEL PACKAGING RADAR ANTENNEN

METALLISCHE
BIPOLAR PLATTEN LEITER PLATTEN

IBC-SOLAR ZELLEN
TOPCON SOLAR -
ZELLEN

HETERO JUNCTION-
SOLAR ZELLEN

PEROWSKIT-TANDEM-
SOLAR ZELLEN

LEISTUNGS -
ELEKTRONIK


TECHNISCHE DATEN
Änderungen, die technischen Verbesserungen
dienen, bleiben vorbehalten.



HISS|300
Fokus auf Forschung und Entwicklung neuer
bzw. Verbesserung bestehender Schichtsysteme
Erprobung unterschiedlicher
Prozesstechnologien bei geringem Platzbedarf
Skalierbar auf Kleinserie und Produktion durch Plattformansatz



HISS|600
Fokus auf Entwicklung neuer bzw.
Verbesserung bestehender Schichtsysteme
Möglichkeit des Testens in Kleinserie
und bei Bedarf auch 24/7 Produktion
Skalierbar auf größere Anlagenkonzepte durch Plattformansatz

ANWENDUNGEN

Substrate
Glas, Polymere, Metalle, Silizium-Wafer

Beschichtungsfläche
HISS|300: bis zu 300 mm x 300 mm,
900 mm x 300 mm auf Anfrage
HISS|600: bis zu 1000 mm x 600 mm

Abscheidungsart
Beidseitig oder einseitig

Substrattemperatur
RT … 250°C

Abscheidungstechnologie
Magnetron-Sputtern,
Linearverdampfung, Vor- und
Nachbehandlung

Transportart
Carrier oder Glas-Transport

Beladen & Entladen
Optionale Automatisierung mit Roboter

Systemsteuerung
Siemens SPS und WinCC

HIS
S HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE

INLINE-SYSTEME
für horizontalen Substrattransport

Die HISS ist eine mo du lare Be schich tungs anlage für die
horizontale Be schich tung von Sub stra ten. Sie ist die
beste Wahl, wenn Sie nach einer sehr flexiblen Pro duk -
tions anlage mit kleinem oder mit tler em Durchsatz su-
chen, die mit bewährter Technologie ausgestattet ist.

Dank ihres mo du lar en Aufbaus kann die HISS nach Ih-
ren Bedürfnissen konfiguriert werden. Wir bieten ver-
schiedene Konfigurationen an, wie zum Beispiel die Ver-
sion mit nur einem Ende für einen kleineren
Produktions umfang.

Das System bietet eine hohe Prozess flexibilität für Sput-
terprozesse und Verdampfungsprozesse sowie diverse
Vor- und Nach behandlungs methoden.

Der flexible und dynamische Aufbau der Anlage mit
standardisierten Modulen ermöglicht eine kunden spezi-
fische Konfiguration. Die Anlage kann also an neue Pro-
zesse oder Anforderungen angepasst werden. Daher
können unsere Kunden mit dieser Anlage auf Änderun-
gen der Anforderungen an Produkt und Prozess
reagieren.

Beidseitige oder einseitige Beschichtung

passend zur Ihren Substrat- &
Prozessanforderungen



Hohe Flexibilität

in der Prozesstechnologie und Anlagenkonfiguration



Ideal für F&E bis zur Serien produktion

durch ein fach skalier bare Pro zesse





ADVANCED PANEL-
LEVEL PACKAGING RADAR ANTENNEN

METALLISCHE
BIPOLAR PLATTEN LEITER PLATTEN

IBC-SOLAR ZELLEN
TOPCON SOLAR -
ZELLEN

HETERO JUNCTION-
SOLAR ZELLEN

PEROWSKIT-TANDEM-
SOLAR ZELLEN

LEISTUNGS -
ELEKTRONIK


TECHNISCHE DATEN
Änderungen, die technischen Verbesserungen
dienen, bleiben vorbehalten.

ANWENDUNGEN

Substrate
Glas, Polymere, Metalle, Silizium-Wafer

Beschichtungsfläche
bis zu 1000 mm x 600 mm

Abscheidungsart
Beidseitig oder einseitig

Substrattemperatur
RT … 250°C

Abscheidungstechnologie
Magnetron-Sputtern, Linearverdampfung,
Elektronenstrahlverdampfen, Vor- und
Nachbehandlung

Transportart
Carrier-Transport

Beladen & Entladen
Optionale Automatisierung mit Roboter

Systemsteuerung
Siemens SPS und WinCC

IDA
|60

0 HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME
für horizontalen Substrattransport

Die IDA ist eine mo du lare Be schich tungs anlage für die
horizontale Be schich tung von Sub stra ten. Sie ist die
beste Wahl, wenn Sie nach einer sehr flexiblen Pro duk -
tions anlage mit kleinem oder mit tler em Durchsatz su-
chen, die mit bewährter Technologie ausgestattet ist.

Dank ihres mo du lar en Aufbaus kann die IDA nach Ihren
Bedürfnissen konfiguriert werden. Wir bieten verschie-
dene Konfigurationen an, wie zum Beispiel die Version
mit nur einem Ende für einen kleineren Produktions -
umfang.

Das System bietet eine hohe Prozess flexibilität für Sput-
terprozesse und Verdampfungsprozesse sowie diverse
Vor- und Nach behandlungs methoden.

Der flexible und dynamische Aufbau der Anlage mit
standardisierten Modulen ermöglicht eine kunden spezi-
fische Konfiguration. Die Anlage kann also an neue Pro-
zesse oder Anforderungen angepasst werden. Daher
können unsere Kunden mit dieser Anlage auf Änderun-
gen der Anforderungen an Produkt und Prozess
reagieren.

Beidseitige oder einseitige Beschichtung

passend zur Ihren Substrat- &
Prozessanforderungen



Hohe Flexibilität

in der Prozesstechnologie und Anlagenkonfiguration



Ideal für F&E bis zur Serien produktion

durch ein fach skalier bare Pro zesse






TECHNISCHE DATEN

DISPLAYS FÜR FAHRZEUGE

DISPLAYS FÜR UNTER HALTUNGS ELEKTRONIK

DÜNN SCHICHT-PHOTO VOLTAIK

SMART GLASS

Änderungen, die technischen Verbesserungen
dienen, bleiben vorbehalten.

ANWENDUNGEN

Substrat
Material: Glas
Dicke: 0,5 mm bis 4 mm
(andere auf Anfrage)
Vorbehandlung: lineare Ionenquelle
oder Plasma-Glimmentladung

Beschichtungsfläche
Bis zu 1280 mm  x 1650 mm

Taktzeit
30 s

Transport
Art: inline, Carrier-basiert
Orientierung des Substrates: -7 °/ 0°/+7°
vertikal, LEL, SEL
Geschwindigkeit: ≤ 3,5 m/min

Beladen & Entladen
Optionale Automatisierung mit Roboter

Systemsteuerung
Siemens SPS und WinCC

GC
12

0V
CR BEWÄHRTE BESCHICHTUNGS -

ANLAGE FÜR DISPLAYS
Mit hoher Produktivität

Mit der GC120VCR bieten wir Ihnen eine zuverlässige
Anlage zur Abscheidung von dünnen Metall- und
Oxidschicht systemen auf Flachglas oder Substraten aus
anderen Materialien.

Die Substrate werden in einem Carrier vertikal durch
die Anlage geführt. Nach der Beschichtung wird der
Carrier von einem Return- System wieder zum Anfang
befördert. Das erspart Ihnen Zeit und Personal aufwand.

VON ARDENNE ist führend bei der Entwicklung und Her-
stellung von Großflächen beschichtungs anlagen. Des-
halb konnten wir unser umfangreiches Wissen und die
Erfahrungen mit PVD-Technologien in diese Plattform
einfließen lassen. Die Zuverlässigkeit der Anlage hat
sich in der Display-Industrie bewährt und bestätigt.

Hohe Produktivität

durch Skalierbarkeit, modulares Design & kurze
Taktzeiten



Kleine Grundfläche

durch vertikale Kammer orientierung



Niedrige Fehlerquoten

durch vertikale Ausrichtung






TECHNISCHE DATEN

DÜNN SCHICHT-PHOTO VOLTAIK

PEROWSKIT-TANDEM-SOLAR ZELLEN

Änderungen, die technischen Verbesserungen
dienen, bleiben vorbehalten.

ANWENDUNGEN

Substrate
Glas

Beschichtungsfläche
Bis zu 1650 mm x 1400 mm

Abscheidungsart
Sputtern von oben nach unten, DC, pulsed
DC, AC

Substrattemperaturspanne
RT / 200°C / 400°C

Abscheidungstechnologie
Magnetron-Sputtern, planare
oder rotierende Targets

Transportart
Inline

Abmessungen (L x B x H)
Konfigurationsabhängig x 9 m x 2,8 m

System control
PLC, Siemens S7

PIA
|NO

VA BEWÄHRTE BESCHICHTUNGS ANLAGE
für Solar anwendungen

Wenn Sie eine hoch produktive und flexible Produktions -
anlage in Kombination mit bewährter Technik und De-
sign suchen, ist die PIA|nova® unsere Antwort.

Die PIA|nova® ist eine horizontale Glas beschichtungs -
anlage, die auf einer modularen Plattform basiert. Mit
ihr bietet Ihnen VON ARDENNE eine standardisierte und
dennoch flexible Produktions anlage für die Abschei-
dung von Dünnschichten mittels der physikalischen
Gasphasen abscheidung (PVD).

Wir haben unser umfangreiches Prozess-Know-how aus
hunderten von industrieerprobten Glas- und Photovol-
taik-Beschichtungs anlagen in diese Plattform einfließen
lassen.

Vielfach bewährt

im industriellen Einsatz



Zuverlässig

durch umfangreiches Prozess-Know-how



Flexibel

durch modulares Design






TECHNISCHE DATEN

METALLISCHE BIPOLAR PLATTEN

IBC-SOLAR ZELLEN

GEBÄUDE INTEGRIERTE PHOTO VOLTAIK

TOPCON SOLAR ZELLEN

HETERO JUNCTION-SOLAR ZELLEN

PEROWSKIT-TANDEM-SOLAR ZELLEN

Änderungen, die technischen Verbesserungen
dienen, bleiben vorbehalten.

ANWENDUNGEN

Substrate
Siliziumwafer (M2, M4, M6, M10, G12,
triple-Cut-Formate), Metalle

Beschichtungsfläche auf Carrier
≈ 1.5 m x 2.3 m, z.B. (9 x 12) für M6-Wafer

Abscheidungsart
Beidseitig oder einseitig

Abscheidungstechnologie
Magnetron-Sputtern,
alternative Technologien auf Nachfrage

Transportart
Carrier-Transport

Beladen & Entladen
Automatisiertes Be- und Entladen der
Substrate, Automatisiertes Carrier-
Rückführsystem

Systemsteuerung
Siemens SPS und WinCC

XE
A|N

OV
A L HOCH PRODUKTIV & HOCH RENTABEL

Doppelseitige Beschichtung auf großen Flächen

Wenn Sie eine hochproduktive und flexible Produktions-
anlage in Kombination mit bewährter Technologie und
Design suchen, ist die XEA|nova L die erste Wahl für Sie.

Die Inline- Beschichtungsanlage basiert auf unserer pa-
tentierten Beschichtungstechnologie für große Sub-
stratflächen. Die Anlage ist breit und kann daher viele
Substrate gleichzeitig verarbeiten. Deshalb eignet sie
sich besonders für Anwendungen mit hoher Produktivi-
tät bei sehr niedrigen Kosten. Mit der XEA|nova L kön-
nen Sie Silizium wafer oder andere kleine Substrate si-
multan auf beiden Seiten beschichten. Auch für
sehr dünne Substrate ist sie geeignet. 

Dank ihres modularen Aufbaus kann die XEA|nova L mit
Rohr-Magnetrons für die Sputter abscheidung von
Hochleistungs- TCO-Schichten oder verschiedenen an-
deren Materialien wie Metallen und Metall oxiden aus-
gestattet werden. Außerdem kann sie  für andere
Abscheidungs technologien angepasst werden. Die Sub-
strate können in der Anlage auch durch Reinigung oder
Ätzen vorbehandelt werden, entweder unter Vakuum
oder vor dem Eintritt in das Vakuum.

Die XEA|nova L profitiert von unserer Erfahrung, die wir
bei der Auslieferung von mehr als 300 Beschichtungs -
anlagen an Unternehmen in der Photovoltaik- Industrie
gesammelt haben. 

Außergewöhnlich produktiv

durch große Breite



Gut anpassbar an neue

Prozesse &  Anforderungen

durch flexibles & modulares Design



Geringe Ausfallzeiten

durch schnelle & einfache Wartung






TECHNISCHE DATEN

IBC-SOLAR ZELLEN

TOPCON SOLAR ZELLEN

HETERO JUNCTION-SOLAR ZELLEN

PEROWSKIT-TANDEM-SOLAR ZELLEN

Änderungen, die technischen Verbesserungen
dienen, bleiben vorbehalten.


GIGA|nova SCX

Mit der GIGA|nova SCX können Sie
Silizium wafer einseitig beschichten
Für TOPCon oder IBC TOPCon: Tunnel oxide
und n- bzw. p-dotiertes Silizium
Für IBC: Metall schichten
Für Tandem Perowskite (2T): ETL-, HTL-,
Absorber-, TCO-  oder Rekombinations schichten


GIGA|nova DCX

Mit der GIGA|nova DCX können Sie
Siliziumwafer beidseitig beschichten
Für HJT: Transparente leitfähige Oxidschichten
Für TOPCon: SiN  Schichten auf Vorder- und Rückseite
Für beidseitiges TOPCon: Tunneloxide
und n- bzw. p-do-tiertes Silizium

x

ANWENDUNGEN

Substrate
Silizium-Wafer, Glas

Beschichtungsfläche
GIGA|nova SCX: Bis zu 2700 mm x 3100 mm
GIGA|nova DCX: Bis zu 2800 mm x 3600 mm

Abscheidungsart
GIGA|nova SCX:
Einseitig - von oben nach unten
GIGA|nova DCX:
Beidseitig - von oben und unten

Substrattemperatur
RT … 250°C

Abscheidungstechnologie
Magnetron-Sputtern,
alternative Technologien auf Nachfrage
(z.B. Linearverdampfung, Ionenätzen)

Transportart
Inline, Carrier-basiert

Beladen & Entladen
Optionale Automatisierung

Systemsteuerung
Siemens SPS und WinCC

GIG
A|N

OV
A EXTREM PRODUKTIV & HOCH RENTABEL

Wafer-Beschichtung auf extrem großen Flächen

Wenn Sie hochproduktive Beschichtungsanlagen für
eine Solarzellenfertigung von bis zu 1,3 Gigawatt Jah-
reskapazität suchen, ist die horizontale Wafer-
Beschichtungs anlage GIGA|nova die perfekte Wahl. Es
gibt keine vergleichbare Carrier-basierte Anlage am
Markt mit höherem Durchsatz. 

Die Inline-Beschichtungsanlage basiert auf unserer pa-
tentierten Beschichtungstechnologie für große Sub-
stratflächen. Die Anlage ist sehr breit und kann daher
viele Substrate gleichzeitig verarbeiten. Deshalb eignet
sie sich besonders für Anwendungen mit hoher Produk-
tivität bei sehr niedrigen Kosten. Mit der GIGA|nova kön-
nen Sie Siliziumwafer einseitig und beidseitig
beschichten.

Dank ihres modularen Aufbaus kann die GIGA|nova mit
Magnetrons mit rotierenden Targets für die einseitige
Sputterabscheidung oder mit Linearverdampfern für
thermisches Verdampfen ausgestattet werden.

Die GIGA|nova profitiert von unserer Erfahrung, die wir
bei der Auslieferung von mehr als 300 Beschichtungs-
anlagen für die Massenproduktion an Unternehmen in
der Photovoltaik-Industrie gesammelt haben. 

Niedrige Betriebskosten

durch extrem hohe Produktivität



Leichte Anpassbarkeit an neue

Prozesse & Anforderungen

durch flexible & modulare Bauweise



Hohe Betriebszeit

durch schnelle & einfache Wartung






TECHNISCHE DATEN

IBC-SOLAR ZELLEN

DÜNN SCHICHT-PHOTO VOLTAIK

PEROWSKIT-TANDEM-SOLAR ZELLEN

Änderungen, die technischen Verbesserungen
dienen, bleiben vorbehalten.

ANWENDUNGEN

Substrate
Glass

Beschichtungsfläche
Bis zu 2000 mm x 2400 mm

Abscheidungsart
Einseitig, von oben nach unten

Substrate temperature
RT / 200°C / 400°C

Deposition technology
Magnetron-Sputtern, mit planaren
oder rotierenden Targets

Transportart
Inline

Abmessungen (L x B x H)
Konfigurationsabhängig
(min. 20 m) x 16,5 m x 3,5 m

Systemsteuerung
PLC, Siemens S7

XE
NIA HOCH PRODUKTIV BEI

NIEDRIG STEN BETRIEBS KOSTEN
Vakuum beschichtung auf großen Glas flächen

Wenn Sie eine hochproduktive und flexible Produktions -
anlage in Kombination mit bewährter Technologie und
Design suchen, ist die XENIA die beste Wahl.

Die XENIA ist ein Inline-Beschichtungs system, das auf
unserer patentierten Groß flächen-beschichtungs tech-
nologie basiert. Da die Beschichtungs anlage sehr breit
ist und somit viele Substrate gleichzeitig verarbeiten
kann, eignet sie sich besonders für Anwendungen mit
hoher Produktivität bei sehr niedrigen Kosten. Sie ist für
großflächige Glas substrate geeignet.

Die XENIA profitiert von unserer Erfahrung, die wir bei
der Lieferung von mehr als 300 Beschichtungs anlagen
an die Photovoltaik-Industrie gesammelt haben. 

Außergewöhnlich produktiv

durch große Breite & kurze Durchlaufzeit



Leichte Anpassbarkeit an neue

Prozesse & Anforderungen

durch flexible & modulare Bauweise



Hervorragende Zuverlässigkeit

durch bewährte & robuste Konstruktion &
Fertigungserfahrung





FO
SA

 M
X HOCHPRODUKTIV VON ROLLE

ZU ROLLE BESCHICHTEN
mit modularen Anlagen

Die FOSA MX ist eine modular aufgebaute Folien -
beschichtungs anlage. Sie ist ideal für die Hochvolumen -
produktion und kann mit bis zu drei separaten
Beschichtungs kammern konfiguriert werden. Außerdem
bietet sie ein modernes Wartungs konzept.

Der FOSA MX wurde für minimale Ausfallzeiten bei
komplexen Schicht stapeln entwickelt, wie z. B. Antire-
flex- und Fensterfolien.

VON ARDENNE ist ein führender Anbieter von
Großflächen beschichtungs anlagen, die sich in der In-
dustrie bewährt haben. Daher konnten wir umfangrei-
ches technolo gisches Wissen und Erfahrungen im Um-
gang mit Folien substraten in diese Plattform einfließen
lassen.

Hohe Flexibilität

durch viele Konfigurierungsoptionen



Spart Zeit & Aufwand:

Coil-Wechsel ohne Belüftung der Prozess kammern
möglich



Geringe Ausfallzeiten

durch schnelle & einfache Wartung




